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【公表日】平成27年1月22日(2015.1.22)
【年通号数】公開・登録公報2015-005
【出願番号】特願2014-547986(P2014-547986)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  33/193    (2006.01)
【ＦＩ】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年9月9日(2015.9.9)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリケートと少なくとも１つの酸との反応を含み、それによって沈澱シリカの懸濁液が
得られた後に、この懸濁液の分離および乾燥が続くタイプの、沈澱シリカの製造方法であ
って、
　－　前記沈澱が以下：
　（ｉ）前記反応に関与するシリケートの総量の少なくとも一部と電解質とを含む初期ス
トックであって、前記初期ストック中のシリケート（ＳｉＯ２として表される）の濃度が
５０～７０ｇ／ｌである、ストックが形成され、
　（ｉｉ）７～８．５の前記反応媒体のｐＨ値が得られるまで酸が前記ストックに添加さ
れ、
　（ｉｉｉ）前記酸が、必要に応じて、同時に残りの量のシリケートと一緒に前記反応媒
体に添加され、
　（ｉｖ）４～６の前記反応媒体のｐＨ値が得られるまで、酸が前記反応媒体に添加され
るような方法で行われ、
　－　前記分離が、圧縮手段を備えたフィルターを用いる濾過および洗浄を含み、
　－　最大２２質量％までの固形分を有する、懸濁液が噴霧化によって乾燥させられ、
この方法において、工程（ｉｉ）の一部で、使用される前記酸が、少なくとも８０質量％
の濃度の硫酸、少なくとも９０質量％の濃度の酢酸またはギ酸、少なくとも６０質量％の
濃度の硝酸、少なくとも７５質量％の濃度のリン酸および少なくとも３０質量％の濃度の
塩酸からなる群から選択される濃酸であって、
この方法において、少なくとも工程（ｉｉｉ）で、使用される前記酸が、少なくとも８０
質量％の濃度の硫酸、少なくとも９０質量％の濃度の酢酸またはギ酸、少なくとも６０質
量％の濃度の硝酸、少なくとも７５質量％の濃度のリン酸および少なくとも３０質量％の
濃度の塩酸からなる群から選択される濃酸である、方法。
【請求項２】
　シリケートと少なくとも１つの酸との反応を含み、それによって沈澱シリカの懸濁液が
得られた後に、この懸濁液の分離および乾燥が続くタイプの、請求項１に記載の沈澱シリ
カの製造方法であって、
　－　前記沈澱が以下：
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　（ｉ）少なくともシリケートと電解質とを含む初期ストックであって、前記初期ストッ
ク中のシリケート（ＳｉＯ２として表される）の濃度が５０～７０ｇ／ｌである、ストッ
クが形成され、
　（ｉｉ）７～８．５の前記反応媒体のｐＨ値が得られるまで酸が前記ストックに添加さ
れ、
　（ｉｉｉ）酸およびシリケートが前記反応媒体に同時に添加され、
　（ｉｖ）４～６の前記反応媒体のｐＨ値が得られるまで、酸が前記反応媒体に添加され
るような方法で行われ、
　－　前記分離が、圧縮手段を備えたフィルターを用いる濾過および洗浄を含み、
　－　最大２２質量％までの固形分を有する、懸濁液が噴霧化によって乾燥させられ、
この方法において、工程（ｉｉ）の一部で、使用される前記酸が、少なくとも８０質量％
の濃度の硫酸、少なくとも９０質量％の濃度の酢酸またはギ酸、少なくとも６０質量％の
濃度の硝酸、少なくとも７５質量％の濃度のリン酸および少なくとも３０質量％の濃度の
塩酸からなる群から選択される濃酸であって、
この方法において、少なくとも工程（ｉｉｉ）で、使用される前記酸が、少なくとも８０
質量％の濃度の硫酸、少なくとも９０質量％の濃度の酢酸またはギ酸、少なくとも６０質
量％の濃度の硝酸、少なくとも７５質量％の濃度のリン酸および少なくとも３０質量％の
濃度の塩酸からなる群から選択される濃酸である、方法。
【請求項３】
　工程（ｉｉｉ）および（ｉｖ）に使用される前記酸が、少なくとも８０質量％の濃度の
硫酸、少なくとも９０質量％の濃度の酢酸またはギ酸、少なくとも６０質量％の濃度の硝
酸、少なくとも７５質量％の濃度のリン酸および少なくとも３０質量％の濃度の塩酸から
なる群から選択される濃酸であることを特徴とする、請求項１または２のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項４】
　工程（ｉｉ）で、前記反応媒体でゲル点に達した後に使用される前記酸が、少なくとも
８０質量％の濃度の硫酸、少なくとも９０質量％の濃度の酢酸またはギ酸、少なくとも６
０質量％の濃度の硝酸、少なくとも７５質量％の濃度のリン酸および少なくとも３０質量
％の濃度の塩酸からなる群から選択される濃酸であることを特徴とする、請求項１～３の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　工程（ｉｉ）で、ｘが１５～２５である状態で、前記工程の開始から数えてｘ分後に使
用される前記酸が、少なくとも８０質量％の濃度の硫酸、少なくとも９０質量％の濃度の
酢酸またはギ酸、少なくとも６０質量％の濃度の硝酸、少なくとも７５質量％の濃度のリ
ン酸および少なくとも３０質量％の濃度の塩酸からなる群から選択される濃酸であること
を特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　工程（ｉｉ）で使用される前記酸が、少なくとも８０質量％の濃度の硫酸、少なくとも
９０質量％の濃度の酢酸またはギ酸、少なくとも６０質量％の濃度の硝酸、少なくとも７
５質量％の濃度のリン酸および少なくとも３０質量％の濃度の塩酸からなる群から選択さ
れる濃酸であることを特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記濃酸が、少なくとも８０質量％の濃度の硫酸であることを特徴とする、請求項１～
６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記濃酸が、少なくとも９０質量％の濃度の硫酸であることを特徴とする、請求項１～
６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記濃酸が、９０質量％～９８質量％の濃度の硫酸であることを特徴とする、請求項１
～８のいずれか一項に記載の方法。



(3) JP 2015-502324 A5 2015.11.5

【請求項１０】
　前記初期ストック中のシリケート（ＳｉＯ２として表される）の前記濃度が５０～６５
ｇ／ｌであることを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記電解質が、前記初期ストック中のその濃度が１２～２０ｇ／ｌである、硫酸ナトリ
ウムであることを特徴とする、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記乾燥がノズル噴霧器を用いて行われることを特徴とする、請求項１～１１のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記分離が、濾過、洗浄および次にフィルタープレスを用いる、圧縮を含むことを特徴
とする、請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記乾燥生成物が次にミルにかけられ、次に任意選択的に集塊化させられることを特徴
とする、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。　
【請求項１５】
　前記乾燥生成物が次に集塊化させられることを特徴とする、請求項１～１４のいずれか
一項に記載の方法。
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